
[5] キノリン

2回繰り返す

湿泥
（乾泥換算約10g）

ｱｾﾄﾝ 40mL
振とう10分間
超音波10分間

2,000rpm、10分間

ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟｽﾊﾟｲｸ添加
ｷﾉﾘﾝ-d7 50ng

塩酸
 pH1以下

希釈 pH調整 洗浄

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 50mL
振とう 20分間

5%塩化ﾅﾄﾘｳﾑ水溶液

500mL

【底質】

底質試料 抽出 遠心分離

溶解 濃縮

ﾍｷｻﾝ 10mL

ｼﾘﾝｼﾞｽﾊﾟｲｸ添加
ﾅﾌﾀﾚﾝ-d8 50ng

カラムクリーンアップ 濃縮

5%含水ｼﾘｶｹﾞﾙ 3g
妨害物質除去：ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ/ﾍｷｻﾝ(50:50) 50mL

溶出：ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ/ﾍｷｻﾝ(50:50) 30mL

ﾛｰﾀﾘｰｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀ
窒素ﾊﾟｰｼﾞ

1mL未満まで

分析原理：GC/MS-SIM-EI

検出下限値：
【底質】（ng/g-wet）
   [5] 0.10

分析条件：
 機器
   GC：HP6890
   MS：HP5973MSD
 カラム
   DB-1701
   30m×0.25mm、0.25μm

pH調整 振とう抽出 脱水

無水硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ/ﾍｷｻﾝ(50:50)
1mL

5M水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ水溶液
 pH10以上

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
50mL 10分間

×2回

濃縮

ﾛｰﾀﾘｰｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀ
窒素ﾊﾟｰｼﾞ

2～3mLまで

ﾛｰﾀﾘｰｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀ
窒素ﾊﾟｰｼﾞ
1mLまで

GC/MS-SIM-EI溶解・定容
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